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โลหะออกไซด์เป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการใช้เป็นวัสดุเคลือบเชิงแสงเนื่องจากมี

สมบัติที ่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายประการ เช่น ความโปร่งแสง ความมีเสถียรภาพต่อสภาวะ

แวดล้อมและสารเคมี เป็นต้น ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์คือวัสดุที่เป็นที่รู้จักอย่างดี

ในการนำไปใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวเชิงแสง ในงานวิจัยนี้  ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกเตรียมด้วย

กระบวนการอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริงแบบดั้งเดิมและแบบที่มีวิธี การรีแอคทีพแก๊สไทม์มิง 

(RGT) สำหรับฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกเตรียมด้วยกระบวนการอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอร์

ริงแบบดั้งเดิมนั้น ฟิล์มที่เตรียมได้ทุกชิ้นมีค่าการส่งผ่านที่สูงมากกว่าร้อยละ 85 ในช่วงแสงที่ตา

มองเห็น ค่าการส่งผ่านของฟิล์มมีแนวโน้มลงลงเมื่อเตรียมด้วยความดันขณะเคลือบที่มีค่าสูง ผลจาก

การวัดด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (XANES) ฟิล์มบางทุกเงื่อนไขมีโครงสร้างเป็นการผสมกันของ

เฟสรูไทล์และอนาเทส และผลการวิเคราะห์โครงสร้างเฉพาะบริเวณ (EXAFS) พบว่าที่การเตรียมด้วย

ความดันต่ำจะส่งผลให้ระยะพันธะไกลกว่าที่การเตรียมด้วยความดันสูง 

 สำหรับการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการอาร์เอฟแมกนีตรอน   

สปัตเตอร์ริงแบบ RGT ที่ความดันขณะเคลือบและกำลังที่ใช้เคลือบคงท่ี เงื่อนไขการเตรียมที่ใช้สำหรับ

การศึกษานี้คือช่วงระยะเวลาที่ปล่อยให้ไหลเข้าและหยุดการไหลของแก๊สออกซิเจนเข้าไปขณะเคลือบ 

จากผลการวัดสมบัติเชิงแสงด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดแบบอัลตร้าไวโอเล็ตและแสงมองเห็น

พบว่า ค่าการส่งผ่านของชิ้นงานที่เคลือบจะแตกต่างจากชิ ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบอย่างเห็นได้ชัด  

ตำแหน่งที่มีค่าการส่งผ่านสูงสุดของตัวอย่างที่ให้แก๊สออกซิเจนในช่วงที่สั้นกว่าจะมีตำแหน่งที่ค่าความ

ยาวคลื่นสูงกว่า และโดยเฉลี่ยแล้วค่าการส่งผ่านของชิ้นงานที่เคลือบจะมีค่าน้อยกว่าชิ้นงานที่ไม่ได้

เคลือบด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ ผลจากการวัดด้วยเทคนิค XANES พบโครงสร้างที่ผสมกันของ

เฟสรูไทล์และอนาเทส ซึ่งในการหาสัดส่วนของเฟสรูไทล์ต่ออนาเทสในโครงสร้างของฟิล์มจะใช้เทคนิค

การรวมกันเชิงเส้น ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลจากการวัดด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี

เอกซ์ นอกจากนี้ มีการแสดงผลจากการหาแนวโน้มของกราฟ EXAFS เพ่ือดูระยะของพันธะในฟิล์มที่

เตรียมได้อีกด้วย 
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Metal oxides are important role of the optical coating materials because of its 

tunable properties, excellent optical transparency, and chemical and environmental 

stability. Titanium dioxide and silicon dioxide are two well-known materials to produce 

the optical thin films. Titanium dioxide thin films were successfully fabricated via RF 

magnetron sputtering and reactive gas timing (RGT) sputtering. For RF magnetron 

sputter deposition, all samples exhibit a high transmittance (> 85 %T) in visible region. 

The transmittance tended to decrease as the working pressure increased. Refractive 

index depends on working pressure. Mixing phase of Rutile and Anatase were found in 

all films corresponding to XANES results. The fitted plots of EXAFS data in the R-space 

show that the bond length of the lower working pressure sample is greater than that 

of higher. 

By using RGT technique, TiO2 thin films were fabricated with fixed working 

pressure and power. The oxygen flow timing was varied. The transmittance spectra 

from UV-vis measurement of the RGT samples are obviously different from the 

spectrum of uncoated glass slide. The maximum transmittance spectra obtained with 

shorter oxygen flow timings exhibit longer wavelengths compared to those obtained 

with longer flow timings.  All of the investigated metal oxides lowered the optical 

transmittance of undeposited glass when applied as a single layer of TiO2 and the 

transmittance is slightly sensitive to in the film structure. The normalized Ti K-edge 

XANES result in fluorescence mode at different oxygen timing sequence are reported. 

The characteristics in pre-edge and white line regions reveal the rutile-anatase phase 

mixture. Linear combination fitting of XANES data exhibits that weight of TiO2 anatase 

and rutile depend on the oxygen flow timing which is good agreement between XANES 

and XRD results. Bond length between Ti – O and Ti - Ti were shown by EXAFS results. 

 



 




